
開始剤

MAPO, TPO BAPO

限界吸収
波長 (nm)

380 370 400 420 420 440

光ラジカル重合開始剤高分子
重合

光照射によるポリマー合成(UV硬化技術)は、少ない溶剤で高速でポリマー化が進行することからVOC

物質の抑制を目的に近年重要性が増しています。光照射によるポリマー合成において、重要な構成
成分は光重合開始剤、なかでもラジカル系光重合開始剤であり、これまでさまざまな種類の光ラジカ
ル重合開始剤が開発されています。当社では、長波長側にUV吸収があり、汎用性の高い光ラジカル
重合開始剤をラインアップしました。

＜ベンゾフェノン系＞

コードNo. 品名 構造式
規格

容量
希望納入価格
（円）CAS RN®

023-01072

Benzophenone

和光特級

25g 1,500

025-01071 100g 2,900

027-01075 119-61-9 500g 5,000

138-12321 p-Methylbenzophenone

和光一級

5g 5,550

134-84-9

139-19291

Methyl 2-Benzoylbenzoate

有機合成用 100g 8,500

131-19295 606-28-0 500g 25,000

コードNo. 品名 構造式
規格

容量
希望納入価格
（円）CAS RN®

047-21592
2,2-Dimethoxy-
2-phenylacetophenone

和光一級

25g 5,500

24650-42-8

＜ベンジルケタール系＞

製品一覧
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＜光ラジカル重合開始剤の限界吸収波長＞1)

1) 蒲池幹治他監修： 「ラジカル重合ハンドブック」, P. 448 ((株)エヌ・ティー・エス) (2010). 



コードNo. 品名 構造式
規格

容量
希望納入価格
（円）CAS RN®

323-50052 
2-Methyl-4’-(methylthio)-
2-morpholinopropiophenone

― 25g 3,400

327-50055 71868-10-5 500g 22,200

027-19721
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-
4’-morpholinobutyrophenone

有機合成用 100g 13,500

029-19725 119313-12-1 500g 36,000

＜α-アミノケトン系＞

＜α-アシルホスフィンオキシド系＞

コードNo. 品名 構造式
規格

容量
希望納入価格
（円）CAS RN®

045-34842 Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)
phosphine Oxide

【MAPO, TPO】

有機合成用 25g 6,600

047-34841 75980-60-8 100g 21,000

169-29101 Phenylbis(2,4,6-trimethylbenzoyl)
phosphine Oxide

【BAPO】

有機合成用 10g 7,000

165-29103 162881-26-7 50g 23,000

コードNo. 品名 構造式
規格

容量
希望納入価格
（円）CAS RN®

351-45002
1-Hydroxycyclohexyl Phenyl 
Ketone

― 25g 4,200

355-45005 947-19-3 500g 22,000

083-10662
2-Hydroxy-4’-(2-hydroxyethoxy)-
2-methylpropiophenone

有機合成用 25g 9,000

085-10661 106797-53-9 100g 25,000

＜α-ヒドロキシケトン系＞
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富士フイルム和光純薬 重合開始剤

その他の重合開始剤の情報は当社ホームページをご覧ください
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